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リソグラフィ技術（トップダウン）・結晶成長技術（ボトムアップ）の発展により，ナノレベル

での制御が実現され，高機能な光・電子ナノデバイスの開発が進められている。このようなデバ

イスを機能させるためには，精密なナノ金属配線を組み込む必要がある。ナノインプリントリソ

グラフィ（NIL）は，直接材料に凹凸パターンを有するモールドを押し込みパターン転写するため，

簡便かつ安価にナノ加工を行うことができる。一方，金属ナノ粒子は粒径が小さくなると融点降

下現象が顕著になるため，低い温度で焼結させることができる。前回の講演

[1]
では，NIL と焼成

を融合させたナノインプリント焼成工程を用いて，AgCuナノ粒子溶液から，緻密な AgCuパター

ンの作製に成功したことを報告した。本講演では，粒径 10 nmの Agナノ粒子インクを用いた Ag

配線パターンの作製，構造特性および電気特性を報告する。 

Agナノ粒子インクを Si基板にスピンコートした後，70°Cで乾燥を行うことで Agナノ粒子溶

液を作製した。引き続き，モールドを Agナノ粒子溶液に 3 MPaで 10分間押圧して配線パターン

を作製した後，①電気炉で 250°C，300°Cの条件下で 60分間焼成，②モールドを Agナノ粒子溶

液に押し当てながら 300°Cで 30分間焼成を行う 2つの技術により Ag配線パターンを形成した。 

図 1に NIL を用いて作製した Ag配線パターンの鳥瞰 SEM像を示す。熱ナノインプリント技術

により精密な Ag配線パターンを形成できることが明らかとなった。250°Cで電気炉焼成したパタ

ーンの残膜高さ，溝高さ及び線幅は，220 nm，470 nm及び 380 nmであることから，焼成前より

収縮したパターンが形成されることが分かった。しかし，焼成温度を 300°Cまで高くすると，Ag

の拡散により配線パターンが粗くなることが分かった。図 2に 300°Cでナノインプリント焼成し

た Ag配線パターンの表面 SEM像を示す。粒成長した Agが観察され，モールドの影響を受けた

線幅の大きい精密な配線パターンが形成できることが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 丹保浩行，第 60回応用物理学会春季学術講演会，（2012） 

図 2 300°Cでナノインプリント焼成した

Ag 配線パターンの表面 SEM像。 

図 1  NIL を用いて作製したAg配線パターンの鳥瞰 SEM像。 

(a)焼成前，(b)焼成温度 250°C，(c)焼成温度 300°C。 
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